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La projection d’atomes de platine sur un substrat poreux de carbone par pulvérisation plasma permet
notamment de réaliser couches minces catalytiques de grande qualité. La connaissance et le contrôle de
la densité de platine adsorbé dans le milieu poreux au cours du temps y sont donc cruciales. A partir des
mesures expérimentales donnant le profil de densité d’atomes adsorbés en fonction de la profondeur dans
le poreux au cours du temps, nous montrons que le processus de diffusion dans le poreux est super-diffusif.
De plus, nous retrouvons ces résultats expérimentaux à partir d’un modèle classique de diffusion fractale
dans laquelle les coefficients dépendent du temps afin de tenir compte de l’adsorption. Finalement, nous
proposons un modèle plus complet d’adsorption-diffusion en milieu poreux qui permet d’interpréter ces
résultats.
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